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概要 ガラス基板上に銅微細回路パターンを形成することを目的として，カルボン酸を電子ドナーとする光化学還元法に

ついて検討した。銅イオンの光化学還元反応は，UV照射部全面で起こるが，それを水で洗浄するとあらかじめガラス基板上

に形成した疎水性の n-octadecyl trimethoxysilaneパターン上にのみ銅析出物が残存した。親水性のガラス表面に析出した銅薄

膜は，水のような極性溶媒による洗浄により，選択的にリフトオフされる。析出する銅薄膜の厚さは，UV照射の時間により

容易に制御することができる。局部分極曲線の測定の結果，本研究の光化学還元法において混成電位理論が成立することが明

らかとなった。

Abstract

Photochemical deposition of copper thin films was achieved using carboxylic acid as an electron

donor for direct fabrication of minute copper circuit patterns on glass substrates. The photochemi-

cal reduction of copper ions could occur over the whole surfaces on which UV irradiation area.

However, only the copper deposits remained on the surface of hydrophobic n-octadecyl

trimethoxysilane patterns after washing with water. The selective lift-off of the copper films on 

hydrophilic glass surfaces could be achieved by washing with polar solvents such as water. The

thickness of the copper films was easily controlled by varying the UV irradiation time. It has been

determined that the mixed potential theory can be applied to this reaction based on the result of the

local polarization curve measurement.
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